Nazev verejné
zakazky:

Dodavka pulznich zdroja pro magnetronovou depozici projektu NTIS

Dodavka pulzniho unipolarniho elektrického zdroje Cyprium pro
vysokovykonné pulzni magnetronové rozpraSovani jednoho terée

Odtvodnéni vymezeni technickych podminek podle § 156 odst. 1 pism.

c) ZVZ

Technicka podminka:

1. Pulzni unipolarni
elektricky zdroj Cyprium
pro vysokovykonové
pulzni magnetronové
rozpraSovani  jednoho
terce

Vyrobce: Zpulser (USA),
www.zpulser.com

Stiedni vykon v periodé:
12 kW

Maxim. napéti: -1200 V
Maxim. proud: 300 A
Délka napét'ovych pulzi:
2-16 ps

Opakovaci frekvence
pulza: 1-62.5 kHz

JUDr. Daniel Volopich

Odavodnéni

Tyto technické podminky jsou nezbytné pro nasledujici aplikace:

Depozice vrstev kovl a reaktivni depozice vrstev oxidd, nitridd a
oxynitridd pfi priméru rozpraSovaného terce 50-100 mm.

Elektricky zdroj musi pfitom umoZznovat:

1)

2)

nastaveni velmi kratkych zapornych unipolarnich pulzl (2-16ps), coz
ma zasadni vyznam pro stabilni depozici vysoce kvalitnich dielektrickych
oxidovych, nitridovych a oxynitridovych tenkych filma, jako je Al,Os; ZrO,,
HfO,, Ta,0s, TaON, a mnoho dalSich. PfiliS dlouhé unipolarni pulzy totiz
vedou k nadmérnému hromadéni kladného néboje na povrchu terée
(zpusoben intenzivnim tokem kladnych iontd v dobé pulzu), ktery vede k
elektrickému prirazu nevodivé vrstvy na povrchu terce (kterd je vzdy
pFitomna pfi reaktivni magnetronové depozici dielektrickych vrstev).

Naproti tomu kratké unipolarni pulzy zamezuji prirazu této nevodivé vrstvy,
nebot naboj, nahromadény béhem kratkého pulzu je nedostatecny k tomu,
aby doSlo k  elektrickému prirazu a tedy vzniku mikrooblouku.
Mikrooblouky maji vyrazné negativni vliv na kvalitu vytvarenych vrstev. PFi
vzniku mikrooblouku dochazi k lokalnimu nataveni ter¢e (na mikroskopické
arovni) a k  néaslednému uvolnovani kovovych makrocastic (o velikosti
jednotek aZz desitek  mikrometru), které vyrazné snizuji kvalitu a vlastnosti
vysledného materialu (z hlediska  strukturnich, morfologickych,
optickych, mechanickych, tepelnych aj. vlastnosti).

aplikovani velmi vysoké vykonové hustoty v pulzu (az 360kW).

Dusledkem je velmi vysokd hustota plazmatu, kterd vede k vyraznému
nardstu ionizace terCovych ¢éastic a tim k fadovému nartstu podilu ionti v
celkovém toku Céastic na substrat. Tato vlastnost je klicova z hlediska
iontového inZzenyrstvi, nebot ionty Ize na rozdil od neutralnich atom( snadno
ovladat elektrickym polem (jde o nabité ¢astice) a tim vyznamné ovliviiovat
vyslednou strukturu, morfologii, hustotu a dalSi vlastnosti pfipravovanych

materialu.
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